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摘要(译)

公开了一种气相沉积装置（ 50 ），在成膜基板（ 200）上的成膜区域之
间的隔壁（ 26 ），包括：掩模单元（ 80 ），包括阴影掩模（ 81 ）和
相对于每个固定在适当位置的气相沉积源（ 85 ）其他;接触装置，用于
使成膜基板（ 200 ）和荫罩（ 81 ）在分隔壁处相互接触（ 26 ）;移动
装置，用于使掩模单元（ 80 ）和成膜基板（ 200 ）中的至少第一个相
对于其中的第二个移动，其状态为保持由接触装置引起的接触。
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